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Abstract of DE41 13027 

Th€ description relates 1o a process and device by means of which grid scaies of any iength can be 
reproduced with a grid constant In the mu m range. A model scafe is first imaged continuously In steps 
on a flexible metal strip coaled with a pholo-resisl. A sensor cojpled to the Imaging device detects the 
structures fn the exposed photo-resist. Holders for the flexible melal strip on Ihe Imaging device and 
the imaging device bench which can be switched on aiternateiy take further sections of the metal strip 
in succession into Ihe imaging field by nelallve movements between the imaging de\fiGe and 1iie bencll 
Control signals derived from the sensor ensuns Ihe proper phase positioning of the images of the 
model scale. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

Verfahren und Vorrichtung zurfotolithographischen Herstellung von langen Gitterma&staben 

^) Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung angegeben, 
nnit der Gittermal^stabe beliebiger Lange mit einer Gitterkon- 
stante im iinfi-Bereich hergesteilt werden konnen. Ein Vorla- 
gennrial^stab wird zunachst schrittweise fortlaufend auf ein 
flexibles mit einem Photoresist beschichtetes Metallband 
abgebildet. Ein mit der Abbildungsvorrichtung gekoppelter 
Sensor detektiert die Strukturen in denrk belichteten Photore* 
sist. Abwechseind einschaltbare Haltevorrichtungen fvir das 
flexible Metallband an der Abbildungsvorrichtung und denrt 
Tisch der Abbildungsvorrichtung fuhren durch Relatiwer- 
schiebung zwischen Abbildungsvorrichtung und Tisch nach- 
einander weitere Abschnitte des Metallbandes in den Abbil- 
dungsbereich. Vom Sensor abgeleitete Steuersignale ge- 
wahrleisten dabei einen phasenrichtigen Anschlul^ der Ab> 
bildungen des Vorlagengitters. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren nach dem Ober- 
begriff des Anspruchs 1 und Vorrichtungen nach dem 
Oberbegriff der Ansprtiche 6 und 7, 5 

GittermaBstabe sind MaBverkorperungen mit einer 
periodischen Strichteilung. Sie warden verwendet in in- 
krementalen photoelektrischen WegmeBsystemen. Die 
Auflosung solcher als Gittergeber bezeichneten MeBsy- 
Sterne hangt von der Gitterkonstanten der MaBstabe ab. lo 
Hochaufldsende Gittergeber arbeiten mit Gitterkon- 
stanten von 8-20 nm. Eine Obersicht uber photoelek- 
trische Aufnehmer zur Messung von Lage^nderungen 
findet sich in der Dissertation von Jdrg Willhelm (1978), 
Dreigitterschrittgeber, 15 

Zur Herstellung langerer GittermaBstabe wird mit 
Hilfe sog. Step- und Repeat-Projektionsvorrichtungen 
ein VorlagemaBstab verkleinert auf einen mit Fotolack 
beschichteten MaBstabstrager abgebildet Durch sehr 
genau positionierte relative Verschiebung zwischen 20 
dem MaBstabstrager und dem Projektionsobjektiv um 
ein ganzzahliges Vielfaches der Gitterkonstante werden 
nacheinander mehrere Abbildungen des VorlagemaB- 
stabes auf den MaBstabstrHger ausgefahrt, wobei ent- 
weder der Step-Schritt der GrdBe des abgebildeten Fel- 25 
des entspricht (also die abgebildeten und in den Foto- 
lack belichteten Felder aneinanderstoBen) oder sich die 
projizierten Bilder uberiappen und der Step-Schritt ein 
durch die Gitterkonstante geteilter ganzzahliger Teil 
des Feldes ist (Mehrfach-Belichtung der einzelnen Stri- 30 
che). Die mechanischen und optischen Anforderungen 
an solche MaBstabrepeater sind auBerordentlich hoch 
und finden ihre Grenze bei MaBstabslUngen, die der 
maximalen Verfahrstrecke entsprechen. Mit den derzeit 
bekannten Herstellverfahren konnen solche MaBstabe 35 
bis zu einer Lange von etwa 1000 mm hergestellt wer- 
den. 

In einem nachfolgenden fotochemischen Entwick- 
lungsprozeB werden je nach verwendetem Fotolack die 
belichteten Strukturen oder unbelichteten Strukturen 40 
ausgewaschen und die MaBstabstrageroberfiache frei- 
gelegt. Durch Atz-, Bedampfungs- oder galvanische 
Prozesse wird dann die eigentliche Struktur auf dem 
Trager abriebfest aufgebracht 

Das fotolithographische Step- und Repeatverfahren 45 
entspricht dem fiir die Herstellung hochintegrierter 
elektronischer Baugruppen. Eine zusammenfassende 
Darstellung der optischen und mechanischen Verfah- 
rensschritte und Komponenten findet sich in einem Auf- 
satz von ]. Wustenhagen in der Zeitschrift Feinwerk- 50 
technik. Heft 1, (1971), S. 4 bis 7. 

Ungere MaBstabe lassen sich nur durch Aneinander- 
setzen von solchen Einzel-MaBstaben im Kontaktkopie- 
Verfahren oder durch mechanische Verbindung mehre- 
rer EinzelmaBstabe herstellen. Aufgnind mechanischer 55 
Schwierigkeiten beim Justieren der AnschluBstellen so- 
wohl bei der Kontaktkopie als auch beim Verbinden ist 
es bisher nur gelungen, MaBstabe groBerer Lange mit 
Gitterkonstanten > 100 fim und damit in geringerer 
Genauigkeitsklasse herzustellen. In der DE-PS eo 
16 98 006 sind verschiedene Moglichkeiten angegeben, 
die AnschluBstellen der Einzel-MaBstabe so zu gestal- 
ten, daB die Periode der Gitterteilungen ohne Unterbre- 
chung und PhasensprOnge fortgesetzt werden kann. Bei 
der Signalauswertung in Gittergebersystemen ergeben 65 
sich in der Praxis an den AnschluBstellen jedoch Signal- 
verformungen, die die weitere Unterteilung der Geber- 
signale durch Interpolationsmethoden erheblich ein- 
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schranken. 

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein Verfah- 
ren und eine Vorrichtung anzugeben, mit denen MaB- 
stabsgitter hoherer Auflosung und Genauigkeit in belie- 
biger Lange hergestellt werden konnen. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der ein- 
gangs genannten Art erfindungsgemaB durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 geldst. Vorteil- 
hafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteran- 
spruchen 2 bis 5. Eine Vorrichtung weist erfindungsge- 
maB die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 6 
Oder 7 auf. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich 
aus den Unteranspriiche 8 bis 12. 

Der Erfindung liegt die Beobachtung zugrunde, daB 
es mit einem geeigneten Sensor moglich ist, bereits in 
dem nicht entwickelten Fotolack die aufbelichtete Git- 
terstruktur zu erkennen, so daB bei geeigneter Kopp- 
lung zwischen Sensor und Abbildungsvorrichtung ein 
Regelkreis zum phasenrichtigen AnschluB jeder Vorla- 
genprojektion an die vorangehende aufgebaut werden 
kann. In der DE-OS 34 18 854 ist erstmals beschrieben 
worden, daB Strukturbildungen in einer Fotolackschicht 
unmittelbar nach der Belichtung mit Hilfe einer ultra- 
schallmikroskopischen Abbildung sichtbar gemacht 
werden konnen. Die Ultraschallabbildung beruht auf 
Anderungen der elastischen Parameter innerhalb der 
Fotolackschicht durch Vernetzung bzw. Fragmentie- 
rung von Molekuiketten nach der Belichtung. Oberra- 
schenderweise wurde gefunden, daB die durch die Be- 
lichtung erzeugten Veranderungen in der Molekiilstruk- 
tur des Fotolackes auch Beugungseffekte in den f Ur Git- 
tergeber benutzten Wellenlangenbereichen verursa- 
chen. Da der Fotolack in diesem Wellenlangenbereich 
nicht belichtungsempfindlich ist, kann daher mit einem 
an die belichtete Gitterstruktur angepaBten Referenz- 
gitter ein Gittergebersystem aufgebaut werden, das ein 
Steuersignal fur die schrittweise aufeinanderfolgende 
Vorlagenprojektion erzeugt. 

In der Zeichnung, ist ein Ausfiihrungsbeispiel der er- 
findungsgemaBen Vorrichtung schematisch dargestellt 
Das Verfahren wird anhand dieses Ausfuhrungsbei- 
spiels naher beschriebea Im einzelnen zeigen: 

Fig. 1 eine Ansicht der Vorrichtung mit verkleinern- 
der Abbildung, 

Fig. 2 eine Ansicht der Vorrichtung mit Kontaktkopie 
und 

Fig. 3 eine Aufsicht auf den GittermaBstab. 

Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Vorrichtung 
enthalt eine Abbildungsvorrichtung 10, Zu dieser geho- 
ren entlang einer optischen Achse 10' eine Lichtquelle 
11 mit einer Kollimatorlinse 12 und einer abbildenden 
Frontlinse 13. In der Gegenstandsebene der Frontlinse 
13 ist in einer Halterung 14 ein VorlagenmaBstab 15 
vorgesehen. Dieser wird in die Auflagenebene 16 eines 
Tisches 17 verkleinert abgebildet. 

Fiir die Zwecke einer schrittweise aneinanderschlie- 
Benden Abbildung des VorlagenmaBstabs ist entweder 
die Abbildungsvorrichtung 10 an einem Portal 18 ver- 
schiebbar aufgehangt oder es ist der Tisch 17 in einem 
nicht weiter darstellten Bett verschiebbar. Nachfolgend 
soli davon ausgegangen werden» daB der Tisch 17 ver- 
schiebbar ist. 

Der Tisch 17 enthalt in seiner Langsrichtung eine 
plangeschliffene Glasplatte 21 als Objekttrager. In die 
Glasplatte 21 ist zumindest eine zur Tischebene 16 offe- 
ne Rille 22 eingefrast. Die Rille 22 ist mit einem Vaku- 
umanschluB 23 versehen. 

Zwischen der Abbildungsvorrichtung 10 und der 
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Tischebene 16 verlSuft ein bandformiger MaBstabtra- 
ger 24. Dies kann ein flaches Metallband sein, das auf 
einer Vorratstrommel 25 in nebeneinanderliegenden 
Bahnen aufgewickelt ist. Da das Metallband mit einem 
nicht welter dargestellten Photoresist beschichtet sein 5 
muB, ist diese Art der Aufwicklung zum Schutz der Re- 
sistschicht vorteilhaft. Eine zweite Trommel 26 ist in 
gleicher Weise zur Aufnahme der beiichteten Bandteile 
vorgesehen. Urn die Aufwicklung in nebeneinanderlie- 
genden Bahnen zu ermoglichen, sind die Trommeln 25. 10 
26 in Achsrichtung langsverschieblich. Die Trommel 26 
mit dem beiichteten MaBstabtrager kann bei dieser Auf- 
wickelart dann auch in nachfolgende Entwicklungs- und 
Fixierbader eingelegt werden. Selbstverstandlich kann 
die Aufwicklung auch in ubereinanderliegenden Lagen 15 
erfolgen, wobei eine Zwischenlage aus einem geeigne- 
ten Folienmaterial 25'. 26' zum Schutz der Resistschicht 
eingefugt werden kann. 

Zur Durchfiihrung der einzelnen Belichtungsvorgan- 
ge wird der bandformige MaBstabtrager 24 durch Er- 20 
zeugung eines Unterdruckes am VakuumanschluB 23 
fest auf die Glasplatte 21 gesaugt Er befindet sich dann 
in der Abbildungsebene der Vorrichtung 10. Wahrend 
des Belichtungsvorgangs befindet sich der Tisch in Ru- 
he. Danach wird er mit Hilfe eines durch nicht darge- 25 
stellte Schrittgeber gesteuerten Motors 27 mit dem wei- 
terhin angesaugten MaBstabtrager 24 urn eine definier- 
te Anzahl der auflichteten MaBstabstriche weiterbe- 
wegt Dabei wird ein entsprechender Abschnitt des Ban- 
des von der Vorratstrommel 25 abgewickelt und auf der 30 
Trommel 26 aufgewickelt. Der Vorgang wird in bekann- 
ter Weise wiederholt bis der Tisch 17 am Ende seines 
Verschiebebereichs angelangt ist In der Darstellung der 
Fig, 1 befindet sich dann das rechte Ende des Tisches 17 
unter der Frontlinse 13. 35 

In weiterer Ausgestaltung des erfindungsgemaBen 
Vorgehens ist mit der Abbildungs vorrichtung 10 in der 
Nahe der Frontlinse 13 sowohl ein Sensor 19 zur Detek- 
tion der aufbelichteten Gitterstrukturen als auch eine 
Haltevorrichtung 20 zur Fbcierung des bandformigen 40 
MaBstabtragers 24 an der Abbildungsvorrichtung 10 
vorgesehen. 

Der Sensor 19 ist dabei so angeordnet, daB der Tisch 
17 bei seiner LSngsverschiebung die aufbelichteten Git- 
terstrukturen in den Detektionsbereich des Sensors 19 45 
bringt. Als Sensor kann eine in Reflexion arbeitende 
akustomikroskopische Anordnung gewahlt werden, die 
vorzugsweise mit einer akustischen Zylinderlinse ausge- 
stattet ist, da diese eine linienformige Fokussierung der 
Ultraschallwellen erzeugt Mit ihr kann jedoch zunachst 50 
nur die Intensitat der Ultraschallreflexion aus dem in 
ihrem Fokus liegenden Bereich des Photoresists detek- 
tiert werden. Erst durch Scannen der Ultraschallinse 
senkrecht zur Gitterstruktur kann die Lage eines einzel- 
nen Oder mehrerer Gitterstriche in den Photoresist rela- 55 
tiv zur Scanamplitude der Ultraschallinse ermittelt wer- 
den, 

Besonders verteilhaft ist es, wenn als Sensor 19 eine 
fotoelektrische Auflicht-Einrichtung nach DE-PS 
26 53 545 gewahlt wird. Diese enthalt eine Lichtquelle eo 
28, eine Linse 29, ein Referenzgitter 30 und ein fotoelek- 
trisches Empfangersystem 31. Ein solches Gittergeber- 
system erzeugt in bekannter Weise ein Drehfeldsignal» 
dessen Drehfeldvektor bei Verschiebung des MaBstab- 
gitters um eine Gitterperiode um 360* umlauft. Sobald 65 
daher der bandformige MaBstabtrager 24 mit den auf- 
belichteten Gitterstrukturen in den Detektionsbereich 
des Sensors 19 gelangt ist. gibt die Stellung des Dreh- 
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feldvektors sehr genau die relative Lage zwischen Refe- 
renz- und MaBstabgitter an, ohne daB der Sensor be- 
wegt werden muB. 

Die Haltevorrichtung 20 ist so angeordnet. daB sie 
sich beim Erreichen der Endposition des Tisches 17 uber 
dem frei zwischen Tisch 17 und Trommel 25 hangenden 
Teil des bandformigen MaBstabtragers 24 befindet 
Vorzugsweise besteht die Haltevorrichtung 20 aus ei- 
nem Vakuumsystem, das durch einen Spalt 32 und einen 
VakuumanschluB 33 einen Unterdruck erzeugt, der den 
MaBstabtrager 24 fest gegen die Flache mit dem Spalt 
32 zieht. 

Sobald der MaBstabtrager 24 an der Abbildungsvor- 
richtung 10 fixiert ist, wird die Fixierung auf dem Tisch 
17 gelost, Der Tisch 17 kann dann unter dem bandformi- 
gen MaBstabtrager 24 in seine Ausgangsstellung zu- 
riickgefahren werden. In dieser Stellung wird der MaB- 
stabtrager 24 wieder auf den Tisch angesaugt, die Fixie- 
rung von der Abbildungsvorrichtung 10 geldst und die 
Relativlage zwischen Sensor 19 und Gitterstruktur 
uberpriift. Wenn sich die Relativlage gegenOber der 
Stellung vor dier Losung von dem Tisch 17 verandert 
hat, wird der Tisch 17 solange verschoben bis die vorhe- 
rige Lage wiederhergestellt ist Damit ist ein phasen- 
richtiger AnschluB des neuen Projektionszyklus an den 
vorherigen sichergestellt 

Sobald die aufbelichteten Gitterstrukturen in den De- 
tektionsbereich des Sensors 19 fallen, kann selbstver- 
standlich die Tischverschiebung auch durch die Sensor- 
signale gesteuert werden. Es braucht lediglich die An- 
zahl der zu verschiebenden Gitterperioden vorgegeben 
zu werden und die Verschiebung bis zum Erreichen des 
Relativlagesignals vor Beginn des Verschiebeschrittes 
ausgefuhrt zu werden. Damit kann die sonst ubliche, 
relativ aufwendige Schrittgebersteuerung des Tisches 
vereinfacht werden. AuBerdem ist diese Steuerung vom 
Abbildungsfaktor zur Ubertragung des VorlagenmaB- 
stabs 15 unabhangig. 

Im Vorstehenden wurde davon ausgegangen, daB der 
Tisch 17 schrittweise verschoben wird und dabei den 
bandformigen MaBstabtrager 24 von der Vorratstrom- 
mel 25 abzieht Es ist jedoch in gleicher Weise moglich, 
daB der MaBstabtrager 24 auf dem feststehenden Tisch 
17 fixiert wird und die Abbildungsvorrichtung 10 schritt- 
weise verschoben wird bis die letzte Abbildungsposition 
auf dem Tisch erreicht wird. Wenn danach der MaBstab- 
trager 24 von der Haltevorrichtung 20 angesaugt wird 
und diese in die Ausgangsposition zurtickfahrt, zieht sie 
den MaBstabtrager von der Vorratstrommel 25 ab. 

Fig. 2 zeigt eine im Prinzip gleiche Vorrichtung wie in 
Fig. 1. Jedoch erfolgt hier die Obertragung des Vorla- 
genmaBstabs 15 auf den MaBstabtrager 24 in Kontakt- 
kopie. Dazu ist die Halterung 14 fur den VorlagenmaB- 
stab 15 in unmittelbarer Nahe des Tisches 17 ange- 
bracht und es sind eine bandformige Lichtquelle IT und 
eine Feldlinse 12' fur die gleichmaBige Beleuchtung vor- 
gesehen. 

Patentanspriiche 

L Verfahren zur fotolithographischen Herstellung 
von langen GittermaBstaben mit einer Gitterkon- 
stante im n,m- Bereich durch schrittweise wieder- 
holte Abbildung eines VorlagenmaBstabs auf einen 
mit einem Photoresist beschichteten MaBstabtra- 
ger, dadurch gekennzeichnet, daB 

- ein Abschnitt eines bandformigen MaBstab- 
tragers (24) auf einen relativ zur Abbildungs- 
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vorrichtung (10) steuerbar verschiebbaren 
Tisch (17) losbar fixiert wird, 

— nach mindestens einem Belichtungsvorgang 
der Tisch (17) jeweils urn ein ganzzahliges 
Vielfaches der abgebildeten Gitterperiode re- 5 
lativ zur Abbildungsvorrichtung (10) solange 
verschoben wird bis das Ende des ger^teeige- 
nen Relativverschiebungsbereichs erreicht ist, 

— zumindest nach AbschluB des letzten Be- 
lichtungsvorgangs mit Hilfe eines mit der Ab- 10 
bildungsvorrichtung (10) gekoppelten Sensors 
(19) die Relativlage zwischen dem Abbildungs- 
systems (10) und der in der Photoresistschicht 
erzeugten Gitterstruktur ermittelt wird, 

— der MaBstabtrager (24) vom Tisch (17) ge- t5 
lost und an der Abbildungsvorrichtung (10) fi- 
xiert wird, 

— die Relativlage zwischen Tisch (17) und Ab- 
bildungsvorrichtung (10) auf den Anfangszu- 
stand des abgeschlossenen Belichtungszyklus 20 
zuruckgefuhrt wird, 

— der MaBstabtrager (24) von der Abbil- 
dungsvorrichtung (10) gelost und wieder auf 
dem Tisch (17) fixiert wird, 

— die vorher gemessene Relativlage zwischen 25 
belichteter Gitterstruktur und Abbildungsvor- 
richtung (10) mit Hilfe des Sensors (19) uber- 
priift und durch Nachjustierung der relativen 
Tischposition wiederhergestellt wird, und 

— die schrittweise Abbildung des Vorlagen- 30 
maBstabs (15) auf dem anschlieBenden Ab- 
schnitt des MaBstabtr^gers (24) fortgesetzt 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der VorlagenmaBstab (15) verkleinert 35 
auf den MaBstabtrager (24) abgebildet und die Re- 
lativlage zwischen der optischen Achse (10') des 
Abbildungssystems (10) und der in der Photoresist- 
schicht erzeugten Gitterstruktur ermittelt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 40 
kennzeichnet, daB der Tisch (17) gegeniiber der 
feststehenden Abbildungsvorrichtung (10) verscho- 
ben und der MaBstabtrllger (24) durch Vakuuman- 
saugung auf dem Tisch (17) fixiert wird 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 45 
kennzeichnet, daB die Abbildungsvorrichtung (10) 
gegeniiber dem feststehenden Tisch (17) verscho- 
ben wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Relativ- 50 
lage zwischen belichteter Gitterstruktur und Abbil- 
dungssystem (10) vor Beginn jedes Verschiebungs- 
schrittes gemessen und die Verschiebung zur fol- 
genden Abbildungsposition durch den Sensor (19) 
gesteuertwird. 55 

6. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens 
nach Anspruch 1 mit einer Halierung (14) zur Auf- 
nahme des VorlagenmaBstabs (15), einer Belich- 
tungseinrichtung (IT, 12') zur Erzeugung einer 
Kontaktkopie des VorlagenmaBstabs (15) auf ei- eo 
nem MaBstabtrager (24), der auf einem Tisch (17) 
aufliegt und einer Vorrichtung (27) zur steuerbaren 
Relativverschiebung zwischen dem Tisch (17) und 
der Kontaktkopievorrichtung, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kontaktkopievorrichtung in der 65 
Nahe des VorlagenmaBstabs (15) mit einem Sensor 
(19) zum Erkennen der belichteten Gitterstruktu- 
ren und mit einer Vorrichtung (20) zum Fixieren 
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des bandfarmigen MaBstabtr^gers (24) versehen 

ist 

7. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens 
nach Anspruch 2 mit einer Halterung (14) zur Auf- 
nahme des VorlagenmaBstabs (15), einer Beleuch- 
tungs- (11, 12) und Projektionseinrichtung (13) zur 
verkleinerten Abbildung des VorlagenmaBstabs 
(15) in eine Tischebene (16), einem Tisch (17) zur 
Aufnahme eines MaBstabtragers (24) und einer 
Vorrichtung (27) zur steuerbaren Relativverschie- 
bung zwischen dem Tisch (17) und der optischen 
Achse (10') der Abbildungsvorrichtung (10), da- 
durch gekennzeichnet, daB die Abbildungsvorrich- 
tung (10) in der Nslhe der Frontlinse (13) mit einem 
Sensor (19) zum Erkennen der belichteten Gitter- 
strukturen und mit einer Vorrichtung (20) zum Fi- 
xieren des bandformigen MaBstabtragers (24) ver- 
sehen ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB als Sensor (19) eine akustische 
Linsenanordnung vorgesehen ist 

9. Vorrichtiing nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB als Sensor (19) ein Auflicht- 
gittergeber (28 - 31) vorgesehen ist. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet daB die Fixierungsvor- 
richtung (20) aus mindestens einem Spalt (32) mit 
VakuumanschluB (33) besteht 

11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 1 0, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Tisch (17) zur 
Aufnahme des bandformigen MaBstabtragers (24) 
eine Glasplatte (21) mit mindestens einer in Langs- 
richtung des Bandes eingefrasten Rille (22) enthalt, 
die einen VakuumanschluB (23) enthUlt 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB der MaBstabtrager 
(24) ein flexibles Metallband ist 
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